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　　摘　要：自组装半导体量子点是目前研究的类原子系统中最有可能实现理想量子光源的物理系统．由于量子点位于

高折射率材料中，只有约２％的单光子能从上半空间射出，严重制约了量子点光量子技术的发展．通过设计微纳 结 构 可

以控制光子流的出射方向，提高收集效率．但是在没有预先定制图案的片子上生长的量子点，其位置和光谱都存在一定

随机性．为了最大效率利用腔的作用，需要将量子点置于腔 模 场 强 最 大 处，并 让 量 子 点 发 光 光 谱 与 腔 谐 振 峰 重 合．本 文

设计了高精度量子点荧光成像定位系统，可实现１０ｎｍ的定位精度，极大地提高了单光子的提取效率．
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　　２０世纪初创立的量子力学，揭示了不同于经

典物理的原理和规律．从最初的原理性验证到近

几 十 年 对 量 子 原 理 的 应 用 开 发，形 成 了 量 子 通

信［１－３］、量子计算［４－６］和量子精密测量［７－８］等热门研

究领域．１９８４年量子密钥分配和ＢＢ８４协议［１］的

提出和１９９４年Ｓｈｏｒ大数因式分解算法［４］及１９９６
年Ｇｒｏｖｅｒ搜索算法［５］的提出，引起了量子研究的

热潮．之后，量子保密通信［２］实现了从２ｋｍ距离

到４００ｋｍ距离，从地面到地空，从干线到网络的

突破，从理论的绝对安全到现实系统安全性的提

高［３，９－１０］，都取得了重要进展．
在量子信息处理中，量子比特和多体 的 量 子

纠缠是基本要素和重要资源．许多物理系统可以

承载量子信息，比如超导回路、囚禁离子、量子点、
拓扑量子比特、金刚石色芯等．单光子作为飞行

量子比特，与环境作用小，可以在自由空间或光纤

中长距离传播而不失相干性．单光子的偏振态、
频率［１１］、空 间 模 式［１２］及 时 间 模 式［１３－１４］都 可 以 用

来编码量子信息．承载量子信息的单光子一方面

可以直接用于光量子计算和信息处理，例如高效

多光子波色采样［１５］、量子随机行走［１６］；另 一 方 面

可以作为媒 介，例 如 做 自 旋－光 子 界 面［１７－１８］，传 递

２个固 态 量 子 系 统 的 相 互 作 用．结 合 硅 基 光 子

学，单光子除了能在自由空间被操控，还能在高集

成、可扩 展 的 芯 片 上 被 稳 健 有 效 地 操 控［１９］．因

此，确定性的触发式高品质单光子源是量子信息

处理中不可或缺的量子器件．
自组装半导体量子点是当前性能最优的单光

子源物理体系之一，在低温下可以发射高质量单

光子．共振激发下，其单光子纯度可达９９％以上，
超过１　０００个 光 子 的 不 可 分 辨 率 达９２％［２０］．然

而，该类型量子点位于高折射率的半导体材料中，
由于全内反射，半导体材料内的光子难以被有效

提取．为了提高光子的收集效率，各种微纳结构

被利用，如微柱［２１－２４］、纳米线［２５－２８］、微透镜［２９－３３］和

环形布拉格 牛 眼 腔［３４－３５］与 量 子 点 耦 合．但 是，在

没有预先定制图案的片子上生长的量子点，其位

置和光谱都存在一定的随机性，如图１所示．在

不采取量子点定位的情况下，量子点与腔膜重合

实现高的 收 集 效 率 存 在 概 率 性［３６］．高 收 集 效 率

器件的成品率成为限制量子点单光子源进一步应

用的短板．



（ａ）量子点空间随机分布

（ｂ）量子点光谱随机分布

图１　量子点分布

１　量子点定位技术

为了最大利用腔的作用，需要将量子 点 置 于

腔模场强最大的位置，并让量子点发光光谱与谐

振峰重合．其中任一点都不容易实现，要求两点

同时达到，则成品率更低，从而进一步限制了该技

术的集成和扩展．解决这个问题有２种途径：

１）研究定位生长量子点技术，由于预刻蚀界

面缺陷的存在，目前定位生长的量子点性质比自

组装随机生长的量子点差，退相干严重［３７－３８］；

２）采用后定位方法处理，即在生长后的片子

上标定出随机量子点的位置和光谱，然后根据量

子点的位置和光谱，设计并制备微纳结构．后定

位方法的整体精度由定位精度和制备精度决定．
目前后定位方法主要有：双光束原位光刻［３９－４０］、电
子束原位光 刻［２９，４１－４３］、量 子 点 荧 光 成 像 定 位 结 合

电子束套刻［３５，４４］以及可移动微腔技术［４５－４６］．
１．１　双色光束原位光刻技术

２００８年，Ｓｅｎｅｌｌａｒｔ研究组首次利用该技术进

行微柱腔的原位制备［３９］．如图２（ａ）所示，整个实

验装置由冷台、位移台、ＣＣＤ、光谱仪、２台不同波

长的激光器及分束器等组成．样品涂有正性光刻

胶，并放在冷台中的压电位移台上．显微镜物镜

用于将２束激光聚焦到样品的同一区域．红色激

光束用于激发量子点的荧光，不影响光刻胶；绿色

激光束用于 曝 光 光 刻 胶．光 谱 仪 和ＣＣＤ相 机 用

于对激发的荧光进行光谱分析．

（ａ）实验装置示意图

（ｂ）量子点荧光强度与样品位置的关系

（沿插图图像上的虚线）

（ｃ）量子点荧光发光的空间宽度与激发样品的

激光光斑宽度的关系

图２　双色光束原位光刻定位技术［３９］

　　首先，通过扫描量子点不同位置的荧光发光

强度来确定量 子 点 位 置．图２（ｂ）显 示 了 在 红 色

激光激发下，量子点激子线发出的荧光强度与样

品位置的关 系，其 中 样 品 扫 描 精 度 为２０ｎｍ．由
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图２（ｂ）可得，量子点激子发射的荧光具有高斯型

强度分布特征，其发光的空间宽度约为１μｍ．进

一步实验表明［图２（ｃ）］，量子点荧光发光的空间

宽度由激发样品的激发光的聚焦光斑尺寸决定．
该结果表明，量子点的俘获效率很高，激发点外的

扩散可以忽略不计．因此，可通过图２（ｂ）中量子

点荧光强度的最大值对应的位置信息来确定量子

点位置．
在图２所示的实验中，收集信号的信 噪 比 为

０．４％，对应将量子点从激发点中心移动到５０ｎｍ
范围内不会导致量子点信号发生可测量的变化，
因此 得 到 该 量 子 点 位 置 定 位 方 法 的 精 度 为

５０ｎｍ．通过使用更尖锐的激发光束剖面 或 通 过

监测量子点的非线性光学跃迁，可以进一步提高

该方法的精度．
通过该方法使红色激光束聚焦在量子点中心

位置后，打开绿色激光，曝光量子点上的光刻胶，
确定量子点位置．在该位置根据量子点光谱进行

微纳结构制备，最终实现微腔结构与量子点位置

的重合，以及微腔共振腔与量子点光谱的重合．
由于光刻曝光的精度较低，因此该方 法 整 体

精度在亚微米级，主要用于微柱、微透镜等呈圆形

的微米级光学结构的制备［３９］．
１．２　电子束原位光刻技术

电子束原位光刻技术原理如图３（ａ）所示，将

样品放置在具有冷台的扫描电子显微镜中．电子

束激发样品发光，通过数值孔径为０．８的椭圆面

反射镜收集并聚焦在光谱仪中，实现光谱探测．
样品的具体制备过程如图３（ｂ）所示．
１）对表面旋涂１层具有良好低温性能的光刻

胶的样品进行位置扫描，得到量子点的位置信息．
由电子束激发量子点发光，并通过光谱仪记录量

子点阴极发光的光谱信号；

２）在相关阴极发光信号的积分强度上，通过

二维高斯拟合提取目标量子点的位置．在这一步

中，检测到的量子点发光点的大小主要取决于电

子束的强度．
３）通过电子束将微纳结构的图案写入量子点

上方的光刻胶中，并将样品移至于常温环境中进

行显影，以去除过度曝光区域以外的所有电子胶．
４）将样品进行等离子刻蚀，将光刻胶的图案

转移到样品上并去除残余的光刻胶，围绕量子点

得到所需要的微纳结构．

（ａ）实验装置示意图

（ｂ）样品制备示意图

图３　电子束原位光刻技术［４３］

该方法整体精度可达７０ｎｍ［４１］，可用于加工

纳米级精度的微结构，例如光子晶体、波导等任意

图案．采用调节曝光剂量的灰度曝光手段，还可

以实现微透镜等三维原位光刻［２９］．
１．３　量子点荧光成像定位结合电子束套刻技术

该技术分为量子点定位和电子束曝光（Ｅｌｅｃ－
ｔｒｏｎ－ｂｅａｍ　ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ，ＥＢＬ）结 构２个 步 骤，其

中定位后的ＥＢＬ制备工艺与 现 有 硅 光 子 器 件 工

艺兼容．在定位样品之前，在含有量子点的材料

上作出一系列金属对准标记．通常金属标记有２
套：一套标记用于定位量子点的相对坐标，即荧光

成像定位；另一套用于ＥＢＬ套刻对准．
成像定位装 置 见 图４（ａ）．将 样 品 放 置 冷 台

中，９４０ｎｍ红 外ＬＥＤ用 于 照 明 样 品；６３０ｎｍ红

色ＬＥＤ或７８０ｎｍ激光用于激发样品的荧光，分

别对应于进行大面积或单个量子点的激发．通过

成像电子倍增电荷耦合器件（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｄ
ｃｈａｒｇｅｄ　ｃｏｕｐｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ，ＥＭＣＣＤ）对 量 子 点 的 光

致发光和金属标记的反射光进行成像，量子点的

荧光光谱通过光谱仪记录．通过分析成像结果，
可以 得 到 量 子 点 与 金 属 标 记 物 的 相 对 位 置

［图４（ｂ）～（ｃ）］，其位置精度小于３０ｎｍ．
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（ａ）成像定位装置示意图

（ｂ）单个量子点荧光成像　（ｃ）金属标记物反射成像

（ｄ）量子点荧光成像数据及高斯函数拟合

（ｅ）金属标记物成像数据及高斯拟合函数

（ｆ）高斯拟合峰值位置不确定性与放大倍率的关系

图４　量子点荧光成像定位结合电子束套刻技术［３５］

在样品表 面 旋 涂１层 光 刻 胶，进 行 ＥＢＬ套

刻．该步骤利用金属标记物的坐标，围绕量子点

进行微纳结 构 的ＥＢＬ曝 光．然 后 将 曝 光 后 的 样

品进行显影、等离子刻蚀、去胶，然后将结构图案

转移到样品上．
该方法整体 精 度 可 接 近４０ｎｍ，该 精 度 包 含

量子点成像定位的精度和电子束套刻的精度．由

于采用了ＥＢＬ技术，因此该方法可以用于制备各

种高精度微纳结构，如高品质因子微腔．
１．４　可移动微腔技术

可移动微腔是开放的腔体，如图５所示，由具

有高反射凹面镜的功能化光纤和包含量子点的平

面分布布拉格反射镜组成．光纤用于激发和收集

量子点荧光，其端面与样品之间的距离由压电致

动器精确控制，以调整腔体．通常样品的反射率

要大于外部凹面镜的反射率，以防止信号光从底

部泄露．光纤端面的凹面镜通过键合法制备：在

基板上通过凸面模板制备布拉格结构凹面镜，将

单模光纤定位在凹面镜中心的正上方，最后用紫

外光固化环氧树脂将光纤和凹面镜粘合，并将其

与基板分离．包含量子点的平面分布布拉格反射

镜由分子束 外 延 方 法 制 备：在ＧａＡｓ基 底 上 交 替

生长λ／４ｎ厚度的ＡｌＡｓ／ＧａＡｓ层，然后生长１层

厚度为４λ／ｎ的ＧａＡｓ层（ｎ为材料的折射率），其

中量子点层在ＧａＡｓ层中间．

图５　可移动微腔示意图［４５］

该结构能产 生 稳 定 的 腔 体．通 过 横 向 移 动，
能实现量子点与腔膜横向位置的对准；通过纵向

移动，可以实现腔体与单模光纤模式匹配以及精

确调节，例如通过精确调节腔长来实现基于激子

双激子发射的纠缠光子源所需要的双共振耦合．
该方法可达 到 亚 纳 米 级 的 精 度［４６］，但 稳 定 性 差，
不利于集成．
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上述定位方法中，双色光束原位光刻 技 术 和

电子束原位光刻技术将量子点激发和曝光集成到

同一光路中方便操作，但逐点扫描的速度较慢，微
纳结构制备精度也较低；量子点荧光成像定位结

合电子束套刻技术通过成像得到量子点位置，速

度较快，同时ＥＢＬ曝光为高精度微纳结构的制备

提供了可能性；可移动微腔技术可以移动光纤或

者样品，实现腔膜和量子点的对准，精度最高，但

操作复杂，稳定性差．除此之外，还有原子力显微

镜协助原位生长量子点［４７］，但量子点容易畸变．

２　高精度量子点荧光成像定位系统

为进一步提高量子点定位的精度，在 上 述 量

子点荧光 成 像 定 位 结 合 电 子 束 套 刻 方 法 的 基 础

上，发展了定位技术．具体步骤如下：

１）制备金属标记物，为量子点提供相对坐标；

２）对带有标记物的样品进行荧光成像，得到

量子点和标记的图像（光路如图６所示）；

３）对成像图进行分析，确定量子点相对于标

记物的位置．

图６　高精度量子点荧光成像定位系统示意

２．１　金属标记物的制备

定位用的标记方法是２套金属标记 相 结 合．
１０μｍ×１０μｍ 方 形 标 记 用 于 ＥＢＬ套 刻 认 准，

２μｍ宽脉络型标记用于成像时校准量子点位置．
制备流程如图７所示．
１）匀胶：转移完的样品依次经过三氯乙烯超

声，丙酮超声，异丙醇超声，去离子水超声，氮气吹

干等工序；然后在匀胶机上匀聚甲基丙烯酸甲酯

（Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，ＰＭＭＡ），并 在 热 板

上烘烤，胶厚约６００ｎｍ．
２）电子束 曝 光：进 行 电 子 束 曝 光 标 记 版 图．

使用甲基异丁基酮（Ｍｅｔｈｙｌ　ｉｓｏｂｕｔｙ　ｋｅｔｏｎｅ，ＭＩ－
ＢＫ）显影，异丙醇定影，在 ＰＭＭＡ 胶上形成标记

版图．
３）镀金属并去胶：用电子束蒸镀方法蒸镀Ｔｉ

层和Ａｕ层，然后利用丙酮溶解去除ＰＭＭＡ后得

到金属标记．

图７　定位金属标记制备流程示意图

２．２　成像质量分析

如图８（ａ）所 示，红 色 方 块 为 用 于ＥＢＬ套 刻

的方形标记，方块之间相隔５００μｍ×５００μｍ．通

过荧光成像得到图８（ｂ），图中的亮点是量子点荧

光成像，亮条纹对应８（ａ）图中的脉络型标记．通

过拟合亮点和脉络型标记的强度，得到脉络型标

记和量子点的中心，如图８（ｃ）～（ｄ）所示．最后，
根据荧光成像图中量子点相对于脉络型标记左下

角点的相对坐标，以及版图中脉络型标记相对方

形标记的位置，得到量子点相对方形标记的坐标，
用于后续ＥＢＬ套刻定位制备结构．

（ａ）标记的版图

（ｂ）ＥＭＣＣＤ量子点荧光和背景标记成像
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（ｃ）标记成像数据拟合

（ｄ）量子点成像数据拟合

图８　量子点荧光成像

以上过程中，实现准确定位最关键的 步 骤 在

于量子点荧光和背景同时成像，定位精度随成像

质量降低而降低．要实现高质量成像，有下面几

点要求：

１）消除冷台窗口的影响．成像时样品置于冷

台里面，成像光路在冷台外面，由于冷台石英窗口

的存 在，如 果 用 普 通 物 镜，成 像 质 量 较 差［３５］．这

个问题有２种解决方法：一种是将耐低温的物镜

一起置于冷台里面；另一种是在冷台外用补偿物

镜．本文采用第２种方法，使用Ｏｌｙｍｐｕｓ公司的

补偿物镜（ＬＣＰＬＮ５０ＸＩＲ）．
２）背景标记照明成像所用的波长和量子点荧

光波长要在成像系统的消色差范围内．滤色片、

半反半透镜等元件位于物镜后和成像透镜前的平

行光部分，一般不会产生影响．主要要求物镜和

成像透镜是消色差器件，否则无法实现背景和量

子点同时共聚焦成像．图９（ａ）为脉络型标记处于

离焦状态，图９（ｂ）为多个量子点发光在空间上相

互叠加．
３）照明光对Ａｕ标记的反射率要大于无标记

区，保证背景成像的对比度．比如在本文应用中，

除了Ａｕ标记，在ＧａＡｓ层和ＳｉＯ２ 层 下 面 还 有１
层Ａｕ反射层［４８］，标记成像选用不同波长的光照

明，成像效果差别明显．如图１０所示，不 同 波 长

的光是 用 带 宽１０ｎｍ的 带 通 滤 色 片 加 在 白 光 之

后滤得．图１１给出了厚度为１００ｎｍ的４种金属

的反射率，可以发现对于波长大于５００ｎｍ的光，

Ａｕ的反射率大于５０％．对于波长小于５００ｎｍ的

光，Ａｕ已经不是好的反射体而类似吸收体，因而

成像效果最差，信噪比最低．

　（ａ）无法同时共聚焦　（ｂ）邻近量子点成像相互影响

图９　量子点荧光成像质量影响因素

（ａ）４８０ｎｍ　　　　　　　（ｂ）５２０ｎｍ

（ｃ）５６０ｎｍ　　　　　　　（ｄ）６００ｎｍ

（ｅ）６４０ｎｍ　　　　　　　（ｆ）６８０ｎｍ
图１０　不同波长照明光下背景标记成像
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图１１　不同金属层的反射率

　　图１０（ａ）显示波长为４８０ｎｍ时Ａｕ标记颜色

比 ＧａＡｓ深，说 明 此 时 Ａｕ层 的 反 射 已 经 低 于

ＧａＡｓ界 面．４Ｋ 下 ＧａＡｓ的 带 边 在８２０ｎｍ 附

近，若 用 大 于８００ｎｍ的 光 照 明，ＧａＡｓ层 不 存 在

吸收或 吸 收 很 弱，反 射 主 要 来 自 于 Ａｕ标 记 和

ＳｉＯ２ 下面的Ａｕ反射层，两者几乎１００％反射，不

存在对比度．由于Ａｕ标记侧壁散射，因此Ａｕ标

记的 边 缘 比 其 他 区 域 黑．成 像 波 长 在 ５００～
７００ｎｍ之间．至于最佳成像波长 选 择，可 以 通 过

１０ｎｍ 带 通 滤 色 片 来 扫 描 得 到．因 为 空 气／

ＧａＡｓ，ＧａＡｓ／ＳｉＯ２，ＳｉＯ２／Ａｕ　３个 界 面 的 反 射 光

存在干涉效 应，应 使 反 射 光 在ＧａＡｓ层 里 面 相 干

相长增强吸收．在金属反射率变化不大时，ＧａＡｓ
层的吸收越强，成像对比度越高．从图１０可以看

出，这个样品的最佳成像波长在６４０ｎｍ附近．
４）激发量子点时附带的非量子点荧光部分要

很好地滤除．用７８０ｎｍ连续激光采用上激发方

式激发量子点，非量子点荧光主要有激光的散射

光、ＧａＡｓ缺陷态发光（８２０ｎｍ附近）、浸润层发光

（８７０ｎｍ附近）等．这 些 可 以 用 相 应 的 陷 波 滤 光

片滤除．
５）量子点密度需要足够低，保证１个激发光

斑内只有１个量子点．若量子点过密，量子点的

成像强度分布会叠加上附近其他量子点的强度，
使最强点位置偏移量子点中心，强度包络也不再

是高斯分布，如图９（ｂ）所示．
６）去除照明背景的影响．非均匀照明背景会

使定位结果叠加上系统性偏差．为了减小非均匀

照明背景的影响，一种方法是减小脉络型标记所

围的面积，利用较均匀的中间照明成像；另一种是

采用图像后处理，通过低通滤波去除背景．

２．３　成像数据后处理

由于照明光强度中间强、边缘弱，如图１２（ａ）
所示，图像经常带有非均匀背景，相对于标记和量

子点，这属于低频信号，可以通过图像处理技术去

背景．图１２（ｂ）是由图１２（ａ）减去低频信号得到，
可以看到，非均匀背景已经被去除，提高了图像对

比度．

　 　　（ａ）滤波前　　　　　　　（ｂ）滤波后

图１２　图像处理：低通滤波去背景

得到高质量的量子点荧光与背景标记同时成

像的图像后，需要从中提取出量子点和标记的中

心位置．由 于 艾 里 斑 效 应，横 向 几 十ｎｍ的 量 子

点荧光成像是弥散的光斑（～８００ｎｍ）．如果只

取最亮像素点为量子点坐标，此时精度不会大于

１ｐｉｘｅｌ．本文成像系统中，１ｐｉｘｅｌ代表的距离 约

１１２ｎｍ．为了提高定位精度，取最亮像素 点 附 近

的点一起进行拟合．

如图８（ｂ）所 示，以 最 亮 像 素 点（ｘｍａｘ，ｙｍａｘ，

Ｉｍａｘ）为中心，做１条 横 向 直 线，取 直 线 上 点 的 数

据．取量子点左右各１０个 点 的 数 据 用 高 斯 函 数

（１）进行拟合，结果如图８（ｄ）所示，得到量子点中

心位置横坐标ｘ０：

ｆ（ｘ）＝Ａｅｘｐ
－（ｘ－ｘ０）２

２σ［ ］２ ， （１）

其中，Ａ为常量，σ为拟合高斯函数的半高全宽．
取标记附近数据点，因为标记有宽度，故采用

高斯函数和矩形函数的卷积式（２）进行拟合：

ｆ（ｘ）＝ Ａｅｘｐ －ｘ２
２σ（ ）［ ］２ ＊ｒｅｃｔ ｘ－ｘＬ／Ｒ（ ）ｗ

，

（２）
其中，ｗ是Ａｕ标记的宽度．如图８（ｃ）所示，通过

式（２），可得到左边脉络标记的坐标ｘＬ 和右边脉

络标记的坐标ｘＲ．
同理，做纵向直线，得量子点中心位置纵坐标

ｙ０、上边脉络 标 记 坐 标ｙＴ 和 下 方 脉 络 标 记 坐 标
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ｙＢ．假设设计的 脉 络 型 标 记 的 网 格 大 小 是Δｘ×
Δｙ（本文中Δｘ＝Δｙ＝５０μｍ），可 得 量 子 点 相 对

于标记左下角的坐标为

ｘｒ＝
ｘ０－ｘＬ
ｘＲ－ｘＬ Δｘ

， （３）

ｙｒ＝ｙ０
－ｙＢ

ｙＴ－ｙＢΔｙ
， （４）

这里是比例式，与成像系统的放大倍率、ＥＭＣＣＤ
像素 尺 寸 和 标 记 正 值 与 否 没 有 关 系，如 图１３所

示，它们的比例关系不变：

ｌ１′
Δｘ′＝

ｌ
Δｘ．

（５）

（ａ）图像旋转　　　　　　　（ｂ）图像缩放

图１３　量子点定位算法

通过处理对比度、信噪比、图形畸变等优化成

像质量后，采用本文拟合方法得出的定位精度可

达到１０ｎｍ．
在制备微纳结构时，高精度量子点定 位 可 以

帮 助 准 确 识 别 量 子 点 的 相 对 位 置，从 而 在 后 续

ＥＢＬ套刻 制 备 中，将 量 子 点 置 于 腔 膜 强 度 最 大

处，实现最大限度地利用微腔的普赛尔（Ｐｕｒｃｅｌｌ）
增强效应来提高单光子的亮度和全同性．利用荧

光定位技术，进行了量子点的高精度定位，然后根

据量子点在平板上的位置制备出圆布拉格牛眼微

腔、圆环腔、微柱腔等纳米结构［４８－５１］，并 在 该 结 构

上率先实现了高质量单光子源［５０］，高亮度轨道角

动量单光子源［４９］，高亮度左右旋分离单光子源［５０］

以及高亮度、高纠缠保真度和高全同性的纠缠光

子对［４８］．
如表１所 示，在 本 文 工 作 中［４８］，尽 管 腔 膜 与

量子点波长有偏差，但是依然实现了较大的Ｐｕｒ－
ｃｅｌｌ增强，这充 分 证 明 了 量 子 点 空 间 位 置 的 优 越

性，即量子点位于腔膜较大处．由于腔膜的Ｐｕｒ－
ｃｅｌｌ增强，单光子被高效提取．

表１　采用荧光定位系统的样品单光子性能［４８］

器件 单光子效率 腔波长／ｎｍ　Ｘ波长／ｎｍ　Ｘ　Ｐｕｒｃｅｌｌ因子

１　 ０．８６　 ７７２．４３　 ７７０．０５　 ３．５
２　 ０．８０　 ７６９．３６　 ７７０．８６　 ２．６
３　 ０．７６　 ７６７．３９　 ７７７．５１　 ３．１
４　 ０．７０　 ７６７．１８　 ７７８．９１　 ３．１

　　注：Ｘ波长表示激子线波长，Ｘ　Ｐｕｒｃｅｌｌ因子表示腔膜

对应于激子线峰位的Ｐｕｒｃｅｌｌ因子．

３　结束语

低温环境下，自组装半导体量子点可 以 发 射

高质量单光子，成为当前最优的单光子源体系之

一．但是，位置和光谱的随机性，严重影响了量子

点与微纳结构确定性耦合，制约了单光子的提取

效率．本文提出的量子点荧光成像定位技术实现

了１０ｎｍ的高定位精度，通过优化电子束套刻精

度，可实现近１０ｎｍ的整体定位精度．如此高的

定位精度可实现微结构与量子点高度耦合，极大

地提高了单光子的提取效率．
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